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产品详情

感应耦合等离子刻蚀-材料刻蚀加工厂——广东省科学院半导体研究所是广东省科学院下属骨干研究院所
之一，主要聚焦半导体产业发展的应用技术研究，兼顾重大技术应用的基础研究，立足于广东省经济社
会发展的实际需要，从事电子信息、半导体领域应用基础性、关键共性技术研究，以及行业应用技术开
发。

等离子体刻蚀机要求相同的元素：化学刻蚀剂和能量源。

硅材料在MEMS器件当中是很重要的一种材料。在硅材料刻蚀当中，应用于医美方向的硅针刻蚀需要用
到各向同性刻蚀，纵向和横向同时刻蚀，硅柱的刻蚀需要用到各项异性刻蚀，上海材料刻蚀，主要是在
垂直方向刻蚀，而横向尽量少刻蚀。

欢迎来电咨询半导体研究所哟~

氮化镓材料刻蚀加工厂——广东省科学院半导体研究所是广东省科学院下属骨干研究院所之一，主要聚
焦半导体产业发展的应用技术研究，材料刻蚀技术，兼顾重大技术应用的基础研究，立足于广东省经济
社会发展的实际需要，从事电子信息、半导体领域应用基础性、关键共性技术研究，以及行业应用技术
开发。

 刻蚀较简单较常用分类是：干法刻蚀和湿法刻蚀。

 刻蚀，英文为Etch，它是半导体制造工艺，微电子IC制造工艺以及微纳制造工艺中的一种相当重要的
步骤。是与光刻相联系的图形化（pattern）处理的一种主要工艺。所谓刻蚀，实际上狭义理解就是光刻
腐蚀，先通过光刻将光刻胶进行光刻曝光处理，然后通过其它方式实现腐蚀处理掉所需除去的部分。刻
蚀是用化学或物理方法有选择地从硅片表面去除不需要的材料的过程，其基本目标是在涂胶的硅片上正
确地复i制掩模图形。随着微制造工艺的发展，广义上来讲，刻蚀成了通过溶液、反应离子或其它机械方
式来剥离、去除材料的一种统称，成为微加工制造的一种普适叫法。



欢迎来电咨询半导体研究所哟~

氮化镓材料刻蚀加工厂——广东省科学院半导体研究所是广东省科学院下属骨干研究院所之一，材料刻
蚀加工厂，主要聚焦半导体产业发展的应用技术研究，兼顾重大技术应用的基础研究，立足于广东省经
济社会发展的实际需要，从事电子信息、半导体领域应用基础性、关键共性技术研究，以及行业应用技
术开发。

湿法腐蚀仍然用来腐蚀硅片上某些层或用来去除干法刻蚀后的残留物。

ICP是近几年来很常用的一种离子体刻蚀技术，它在GaN的刻蚀中应用很广泛。ICP刻蚀具有等离子体密
度和等离子体的轰击能量单独可控，低压强获得高密度等离子体，在保持高刻蚀速率的同事能够产生高
的选择比和低损伤的刻蚀表面等优势。

欢迎来电咨询半导体研究所哟~

材料刻蚀加工工厂-半导体研究所(在线咨询)-上海材料刻蚀由广东省科学院半导体研究所提供。广东省科
学院半导体研究所是一家从事“深硅刻蚀,真空镀膜,磁控溅射,材料刻蚀,紫外光刻”的公司。自成立以来
，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“半导体”品牌拥有良好
口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使半导体研究所在电子、电工产品加工中赢得了客户
的信任，树立了良好的企业形象。
特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！
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